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摘要(译)

提供了一种用于沉积的精密掩模，其包括第一支撑件，该第一支撑件具
有以给定间隔彼此平行放置的多个部分。第一支架形成限定多个第一开
口的部分。用于沉积的精密掩模还包括至少一个第二支撑件，该第二支
撑件放置在第一支撑件上以便与第一支撑件相交。第二支架形成限定多
个第二开口的部分。第二支架在第二支架与第一支架相交的点处连接到
第一支架。
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